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１．概要（Summary） 

メタマテリアル製造の基礎評価として、電子線描画装置

による金属膜上へのレジストパターン形成を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

EB描画装置、芝浦スパッタ装置 

 

【実験方法】 

基板洗浄後、芝浦スパッタ装置により基板上に金属成

膜を行った。 

その後、金属膜上へレジストをコートし、エリオニクス

EB 描画装置を用いて電子線描画、現像を行うことでレジ

ストパターニング基板を得た。 

 

基材：石英ガラス（20 mm x 20 mm x 0.5 mm） 

成膜：アルミニウム（1.5 µm） 

描画パターン：100-500 nm幅の矩形パターン 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

Fig.1 に現像後のサンプル外観写真を示す。基板中央

数か所に干渉光が見られ、狙い通りレジストパターニング

がされていることが示唆される。 

今後、本サンプルの詳細観察を行い、メタマテリアル製

造へと繋げる。 

 

Fig. 1 Photograph of the sample. 
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